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В роботі досліджено плазмову обробку водних розчинів фенолу в плазмово-

хімічному реакторі з вертикальним газовим каналом та рідкою стінкою в режимах 

“рідкого" аноду та “рідкого" катоду. Проведена обробка дистиляту для ідентифікації 

напрацьованих окисників за наявності повітря як плазмоутворюючого газу та за його 

відсутності, коли розряд горів у парах рідини.

Методами оптичної УФ спектрофотометрії проаналізовано продукти та сам процес 

деструкції фенолу після обробки. Знайдено, що у даній конфігурації реактору 

відбувається активне утворення такого кисневомісного окисника, як перекис водню, 

який й призводить до руйнування фенолу. Також виміряно вольт-амперні 

характеристики розряду і встановлено їх зміну з часом із-за накопичення іонів, що 

змінюють провідність розчину.

Проведене порівняння процесів деструкції фенолу в плазмово-рідинних системах з 

різними динамічними електричними розрядами: в газовому каналі з рідкою стінкою, 

що підтримується зовнішнім газовим потоком, в газовому каналі, що підтримується 

потоком пари з рідкої стінки і вторинним розрядом, що підтримується поперечним 

дуговим розрядом.
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